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Wydziat Fizyki Technicznej (WFT) jest jednym z mtodszych wydzia-
tow Politechniki Poznanskiej, posiadajgcym petne prawa akademic-
kie od 2008 roku. Na dwach kierunkach studiéw — Fizyka Techniczna
i Edukacja Techniczno-Informatyczna ksztatcimy studentéw w zakre-
sie materiatéw funkcjonalnych i nanotechnologii wykorzystujac symu-
lacje komputerowe oraz umiejetnos¢ budowy aparatury badawcze;j.

Wydziat jest szczegdblnie zainteresowany podjeciem wspotpracy
z rozwijajgcymi sie podmiotami gospodarczymi, ktére stosujg
najnowoczesniejsze technologie, gtéwnie z zakresu bio- i nanotech-
nologii czy optoelektroniki. Dzigki wysoko wykwalifikowanej kadrze
naukowo-dydaktycznej oraz unikatowej, specjalistycznej aparaturze
naukowo-badawczej i aktywnym kontaktom z wiodacymi osrodkami
naukowymi i badawczo-rozwojowymi w Kkraju i za granicg, jestesmy
w stanie sprosta¢ Panstwa wyzwaniom.

Zachecamy do zapoznania sie z ofertg aparatury naukowo-badaw-
czej WFT oraz zapraszamy do wspotpracy wszystkie firmy, ktoére
chca kontrolowac¢ materig¢ na poziomie czgsteczek i tym samym za-
pewni¢ konkurencyjnos¢ swoich produktow.

prof. dr hab. Ryszard Czajka
Dziekan Wydziatu Fizyki Technicznej



SESEEEE SPIS TRESCI

(kliknij na nazwe urzadzenia, zeby przejs¢ na strone)

4 Skaningowy mikroskop konfokalny Zeiss LSM 710

5 Stanowisko badawcze spektroskopii absorpcyjnej

6 Stanowisko do pomiaru emisji Swiatta

7 Uktad do wytwarzania warstw Langmuira, Langmuira-Blodgett, Langmuira-Shaefera
i pomiaru absorpcji swiatta in situ warstw Langmuira

3 Symulator oswietlenia stonecznego do pomiaru wtasciwosci
fotoelektrycznych ogniw fotowoltaicznych Sun 3000

9 Spektrofotometr PerkinElmer LAMBDA 20

10 Spektrofluorymetr PerkinElmer LS 55

11 Mikroskop UHV STM/AFM + LEED, spektrometr elektronéw Augera
12 Mikroskop sit atomowych Nanosurf EasyScan 2 AFM

13 Mikroskop ramanowski InVia firmy Renishaw

SHH 4 Kontaa
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Skaningowy DANE TECHNICZNE

. wzbudzenie - lasery: argonowy 458, 488, 514 nm, He-Ne 543 nm,
mikroskop

He-Ne 633 nm
obserwacja w zakresie 400-800 nm, mozliwos¢ wyprowadzenia
ko nfo kal ny sygnatu na zewnatrz i podtgczenia, za pomocg sSwiattowodu,
. spektrometru (np. BlackComet firmy StellarNet lub QE65000
ZeISS LS M 71 0 firmy OceanOptics); lampa do fluorescencji HXP 120,
mikroskop wyposazony w lampy halogenowe do obserwacji
w Swietle przechodzgcym i odbitym
zautomatyzowany stolik - zakres ruchu 130x85 mm,
maksymalne obcigzenie stolika 9 kg, doktadnosc¢
pozycjonowania w 0si Z- 10 nm
obiektywy do obserwacji w jasnym i ciemnym polu i kontrascie
Nomarskiego C-DIC (w swietle spolaryzowanym kotowo):
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt L EC Epiplan-Neofluar 5x/0.13 HD DIC, dystans roboczy 14,5 mm

L LLLLiLLiiiiiiiiiiii - EC Epiplan-Neofluar 10x/0.25 HD DIC, dystans roboczy 9,0 mm

............................................

cinoiiniiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiininnn - EC Epiplan-Neofluar 20%/0.50 HD DIC, dystans roboczy 2,2 mm
- EC Epiplan-Neofluar 50x/0.80 HD DIC, dystans roboczy 0,6 mm
- EC Epiplan-Neofluar 100x/0.90 HD DIC, dystans roboczy 0,28 mm
- EC Plan-Neofluar 40x/1.30 QOil DIC, dystans roboczy 0,21 mm
mikroskop wyposazony w interferometr do pomiaru grubosci

ZASTOSOWANIE:

pomiar topografii powierzchni, obrazowanie powierzchni
pomiar fluorescenciji, mapa fluorescencji

SLOWA KLUCZOWE

mikroskop konfokalny
pomiary grubosci
obrazowanie 2D i 3D
fluorescencja



S o meocane Stanowisko

LoLlniiuil Spektrofotometr Cary 4000 firmy Varian
Trniinn + pomiar absorpcji i transmisiji Swiatta, dwa zrédta swiatta bad awcze

----------- - lampa deuterowa dla zakresu UV i lampa halogenowa

TR dla Vis; zakres widmowy 200 do 900 nm, zakres Spektl’OS kOpll

...........

----------- absorbancji od 0,001 do 10; dodatkowe wyposazenie

aparatury: przystawka temperaturowa, kula Ulbrichta absorpcyj ne]

LLLLLiiill do pomiaru rozproszen swiatta

LolLniiuin Spektrometr QE65000 firmy Ocean Optics

LLLLLiiill « pomiar absorpcji i transmisji Swiatta 200-950 nm

LLlLiLiLnl Spektrometr Black-Conect BLK-CXR-SR

Lol +  zrodto swiatta lampa deuterowa i halogenowa

"""""" + pomiar absorpcji i transmisji Swiatta,

----------- zakres widmowy 215-1100 nm

Spektrometr FT/IR
rejestracja widm w zakresie sredniej i bliskiej
podczerwieni, zakres liczby falowej 15000-350 cm™’
pojedyncza wigzka
komora pomiarowa (200x260x185 m?)

ZASTOSOWANIE:

pomiar przepuszczalnosci, rozproszenia
i pochtaniania swiatta w zakresie ultrafioletu,
widzialnym i podczerwieni cieczy, ciat statych

charakteryzacja i analiza zwigzkéw silnie

rozpraszajgcych swiatto jak proszki, metale, SLOWA KLUCZOWE

zwigzki amorficzne (szkta), zele, uktady organiczne absorbancija

(bakteria, algi, tkanki), smary, biatka reflektancja
transmitancja
wspotczynnik
absorbancji



WYDZIAL FIZYKI TECHNICZNEJ

Stanowisko
do pomiaru
emisji Swiatfa

SLOWA KLUCZOWE

fluorescencja
luminescencja
czasy zaniku
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DANE TECHNICZNE

zrodto swiatta - lampa ksenonowa,

zakres widmowy 200 do 900 nm

zakres spektralny wzbudzenia: 280-670 nm
sposob wzbudzenia: diody LED

dostepne dwie dtugosci fali 405 i 633 nm
detekcja: technika stroboskopowa

fotopowielacz o zakresie spektralnym 185-900 nm
zakres pomiaru czasu zycia: 100 ps-3 us

czutos¢ uktadu: stezenie 4 M'° roztworu fluoresceiny
analiza czasow zycia: 1-4 wyktadniczych,
niewyktfadniczych

ZASTOSOWANIE:

pomiar fluorescenciji i fosforescencji
(badania niskotemperaturowe)
pomiar czasu zaniku luminescencji

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------
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Ukfad do wytwarzania warstw
Langmuira, Langmuira-Blodgett,
Langmuira-Shaefera i pomiaru absorpciji
Swiatta in situ warstw Langmuira

DANE TECHNICZNE

dodatkowa gtowica do pomiaru
potencjatu powierzchniowego
(metodg opartg na uktadzie
drgajgcego kondensatora)

zakres spektralny spektrometru
QE65000 wynosi 200-950 nm

ZASTOSOWANIE:

zestaw do wytwarzania molekularnych
warstw Langmuira (wytworzonych

na powierzchni cieczy) i Langmuira-Blodgett, LLlLiiil

Langmuira-Shaefera (przeniesionych oo

na powierzchnig ciafa statego)
uktad do rejestracji widm absorpcji
molekularnych warstw Langmuira zbudowany

w oparciu o spektrometr Qe65000 Ll

firmy Ocean Optics i lampe DH2000 BAL EEEREEEE
firmy Mikropack na swiatto

w zakresie UV i VIS (do wigzki oswietlajgcej

oraz zbierania sygnatu z monowarstw SLOWA KLUCZOWE

wykorzystuje sie swiattowody)
warstwy molekularne

absorpcja in situ
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Symulator oswietlenia stonecznego
do pomiaru wiasciwosci fotoelektrycznych
ogniw fotowoltaicznych Sun 3000

ZASTOSOWANIE:

+ Uktad do testowania ogniw
PV-1V obejmujgcy symulator
oswietlenia stonecznego,
stacje testowg, komoérke
kalibracyjng, oprogramo-
wanie oraz elektronike do
pomiaru niskich i wysokich
pradow zgodng ze stan-
dardami IEC, ASTM, JIS

DANE TECHNICZNE

lampa Xe Arc 550 W
- filtry masowe (AM 0.2, AM 1.5G, AM 1D, AM 1.5D, AM 2D)
obszar oswietlany 55x55 mm klasa AAA
obszar oswietlany 100x100 mm klasa ACA
SLOWA KLUCZOWE + pomiar pradu do 1A z rozdzielczoscig 10pA
v 1 FFE

bezposredni pomiar V_, | mpp? dmpp? FF B

sc?

symulator oswietlenia
stonecznego
ogniwa fotowoltaiczne

......................
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ZASTOSOWANIE:

Aparat dwuwigzkowy
umozliwiajacy:
- skanowanie widm absorpcji

w Swietle naturalnym
i spolaryzowanym

* pomiar w okreslonym

przedziale czasu dla
jednej dtugosci fali

- analize réznicowa

lub badanie stosunku
absorbancji dla kilku
dtugosci fali

* 0znaczenie stezenia na

podstawie wysokosci piku

- skanowanie widm absorpcji

prébek proszkowych

SLOWA KLUCZOWE

widma absorpciji
kinetyka reakcji
fotochemicznych
temperaturowe widma
absorpcji

widma absorpcji prébek
proszkowych
spolaryzowane widma
absorpcji

Instytut Fizyki

Spektrofotometr
PerkinElmer
LAMBDA 20

DANE TECHNICZNE

zakres dtugosci fal: 190-1100 nm

zakres fotometryczny: transmisja 0%100%; absorbancja = 6,000
szczelina: 2 nm

szybkos¢ skanowania: 7,5; 15; 30; 60; 120; 240; 480; 960; 1920;
2880 nm/min

Dodatkowe wyposazenie spektrofotometru stanowig firmowe przystawki:
temperaturowa PTP-1 dla zakresu temperatur 273-373 K
sfera catkujgca pozwalajgca na pomiar prébek silnie rozpraszajgcych
Swiatto
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Spektrofluorymetr
PerkinElmer LS 55

.....................................
.....................................
-------------------------------------
.....................................
.....................................
-------------------------------------
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

ZASTOSOWANIE

Aparat umozliwiajgcy pomiary:

- fluorescenciji

- fosforescenciji

+ chemi- i bioluminescen-
cji w Swietle naturalnym
i spolaryzowanym

Lampa impulsowa umozliwia
pomiar preparatow tatwo
ulegajgcych fotodegradacji

SLOWA KLUCZOWE

widma fluorescencji
widma fosforescencji
widma chemi-

i bioluminescencji

DANE TECHNICZNE

+ zakres dtugosci fal: wzbudzenie 200-800 nm;

Informacje o wybranej aparaturze naukowo-badawczej Wydziatu Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej
Instytut Fizyki

obserwacja emisji 200-900 nm z fotopowielaczem R928

+ szczelina wigzki wzbudzajacej: 2,5-15,0 nm

- szczelina wigzki detekcyjnej: 2,5-20,0 nm

+ szybkos$¢ skanowania: 10-1500 nm/min

+ zrodto swiatta: impulsowa lampa ksenonowa

— moc pulsu 20 kW, czas trwania 8 ys

Dodatkowe wyposazenie spektrofluorymetru stanowig
firmowe przystawki:
+ temperaturowe:

PTP-1-FL dla zakresu temperatur 273-373 K
PCB-150 dla zakresu 293-333 K (*0,1 K)
dla niskiej temperatury ok. 77 K

+ do pomiaru probek proszkowych i polimerowych
+ optyka swiattowodowa umozliwiajgca badanie

prébek poza komorg pomiarowg aparatu

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................



LoLLLoiiil instytut Flzvid

Mikroskop UHV STM/AFM + LEED
spektrometr elektronow Augera

...........
...........
...........
...........
...........

...........

SPM UHV:
- Rozdzielczos¢

DANE TECHNICZNE

+ Rozmiar probki max. 4x10 lateralna < 1 nm

mm, badanie materiatow
przewodzacych

* Proznia bazowa na
poziomie 1-10'° mbar

- Charakteryzacja
w warunkach temperatury
pokojowej

+ Mozliwo$é obrobki
termicznej w zakresie
temperatur do 1200 °C

- Duze ograniczenia badanych
materiatow z uwagi na
kontaminacje komory

AES i LEED UHV:

- Efektywna powierzch-
nia pomiaru ~ym

+ Pomiar struktury atomowej
powierzchni w zakresie
energii do 250 eV (LEED)

+ Jakosciowe informacje
o sktadzie chemicznym,
energia do 3 KeV (AES)

ZASTOSOWANIE

Uktad pomiarowy wyposazony w szerokie mozliwosci preparacyjne
(jak: zrédta parowania wigzek atomowych i molekularnych, prepa-

ratyke termiczng, dziato jonowe i elektronowe) pozwala na synte-

tyzowanie innowacyjnych nanouktadéw o duzych mozliwosciach SLOWA KLUCZOWE

aplikacyjnych. Otrzymane nanostruktury na zrekonstruowanych

. . L . wytwarzanie,
podtozach przewodzacych obrazowane sg z rozdzielczoscig atomo- y

wa z wykorzystaniem ultra wysokoprozniowego (z ang. Ultra High funkcjonalizacja

Vacuum - UHV) skaningowego mikroskopu prébnikowego (z ang. | charakteryzacja
Scannig Probe Microscopy — SPM) UHV SPM. Globalna charakte-

ryzacja chemiczna i strukturalna realizowana jest przez spektro-

czystych powierzchni
potprzewodnikowych

metr elektronéw Augera (ang. Auger Electron Spectroscopy — AES) oraz metalicznych

sprzezony z dyfraktometrem niskoenergetycznych elektronow

(ang. Low Energy Electron Diffraction — LEED)
11
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Mikroskop ZASTOSOWANIE

S” ato m OWy C h obrazowanie topografii badanych materiatéw oraz parametrow
Nanosurf
EasyScan

2 A F M powierzchni (modut sprezystosci, twardos¢), dzigki technice

fizycznych i chemicznych warstwy powierzchniowej
lokalizowanie i charakterystyka poszczegolnych faz

w materiatach kompozytowych, przy wielkosci ziaren rzedu
pojedynczych nanometrow i wigkszych

oznaczanie ilosciowe lokalnych parametrow mechanicznych

nanoindentacji pokrewnej do mikroskopii AFM

badanie cienkich warstw, pokry¢ oraz bardzo matych ziaren materiatu
dzieki niewielkim rozmiarom wykonywanych indentacji, (mozliwos¢
pomiaru przy zagtebieniu prébnika w probke ponizej 100 nm)

Prowadzone badania obejmuja migdzy innymi:
badania wptywu promieniowania UV na wtasciwosci
mechaniczne i strukturg polimeréw i kompozytow polimerowych
(PMMA, PPS, PS, PAA, PP, PLA, PET, PVC)
badania nanomechaniczne materiatéw typu molecularly
imprinted polymer films
badania nanokompozytow na bazie pochodnych celulozy
zawierajacych krzemionke
badania fotoindukowanych zmian w azobenzenie metodami
nanoindentacji

* badania wypetnien swiattoutwardzalnych

DANE TECHNICZNE

- maksymalny obszar skanowania - 11x11 um?

+ maksymalny zakres w kierunku osi Z - 2 um
SLOWA KLUCZOWE * rozdzielczos¢ w kierunku Z - 0,027 nm

. + rozdzielczos¢ w ptaszczyznie XY - 0,15 nm
+ mikroskop sit
atomowych (AFM) Tryby pomiarowe:
+ topografia powierzchni - statyczny: pomiar w modzie statej sity, statej wysokosci,
w trybie przewodzgcym oraz spektroskopii sit
- dynamiczny: pomiar w modzie przerywanego kontaktu z obrazowaniem
12 kontrastu fazowego, sit magnetycznych oraz modulaciji sit



DANE TECHNICZNE

System mikroramanowski

inVia jest uktadem pomiarowym

0 wysokiej czutosci i umozliwia

pomiary:

+ przy wykorzystaniu trzech
dtugosci fali linii laserowych:
488, 514,51 785 nm

* W zaKkresie pomiarowym
100-10000 cm-*

* niskoczestotliwosciowe
od 10 cm™ - po
zastosowaniu filtru NExT

+ zrozdzielczoscig
spektralng 2 cm

* W zakresie temperatur
77-875 K

+ spolaryzowanych
widm Ramana

+ konfokalnego profilowania
gtebokosciowego
z rozdzielczoscig 2 ym

+ topografii powierzchni
materiatow z rozdzielczoscia
przestrzenng 1 ym

+ z mozliwoscig akumulacji
widm w przypadku
bardzo stabych sygnatow
(znikomo matej ilosci
badanej substancji)

Materiaty (probki)
przeznaczone do badan
nie wymagaja specjalnej
preparatyki

Katedra Spektroskopii Optycznej

Mikroskop ramanowski InVia
firmy Renishaw

SLOWA KLUCZOWE

+ mikroskopia ramanowska

+ mapowanie ramanowskie

powierzchni materiatow

- pomiary temperaturowe

ZASTOSOWANIE

badanie materiatow krystalicznych, cienkowarstwowych,
potprzewodnikowych, biologicznych, farmaceutycznych,
polimerowych oraz hetero- i nanostruktur, metodg nieinwazyjna,
pozwalajgca m.in. na:

spektroskopowg charakteryzacje materiatow

identyfikacje mieszanin, zanieczyszczen i defektow
okreslanie sktadu chemicznego i poziomu naprezen struktur
cienkowarstwowych

badania ramanowskich map powierzchni i profili konfokalnych
materiatéw

Na zlecenie wykonywano badania nastepujgcych materiatéw:

zwigzkéw polimerowych stosowanych do wytwarzania folii
ochronnych wyswietlaczy LCD

zwigzkow chemicznych stosowanych w farmaceutyce i stomatologii

stopow metali stosowanych do wytwarzania zbiornikow
sciekowych



KO ntakt 4 Sk.an.ingowy n'1ik.roskop konfokalny Zeiss LSM 710
dr inz. Andrzej Biadasz

+48 61 665 3182
andrzej.biadasz@put.poznan.pl

5 Stanowisko badawcze spektroskopii absorpcyjnej

......... dr inz. Andrzej Biadasz

SEESEEES +48 61 665 3182
andrzej.biadasz@put.poznan.pl

6 Stanowisko do pomiaru emisji Swiatta
mgr inz. Bartosz Bursa

EEEEEEEE +48 61 665 3182
bartosz.bursa@put.poznan.pl

CeLLiiil 7 Uktad do wytwarzania warstw Langmuira, Langmuira-Blodgett,

Langmuira-Shaefera i pomiaru absorpcji $wiatta in situ warstw
s Cangmue

dr inz. Andrzej Biadasz

+48 61 665 3182

andrzej.biadasz@put.poznan.pl

Ll 8 Symulator oswietlenia stonecznego do pomiaru wtasciwosci

fotoelektrycznych ogniw fotowoltaicznych Sun 3000
mgr inz. Bartosz Bursa

+48 61 665 3182

bartosz.bursa@put.poznan.pl

Ll 9 Spektrofotometr PerkinElmer LAMBDA 20

Ll dr inz. Matgorzata Niedbalska
SEEEEEEE +48 61 665 3171
malgorzata.niedbalska@put.poznan.pl

---------
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10 Spektrofluorymetr PerkinElmer LS 55
dr inz. Matgorzata Niedbalska
+48 61 665 3171
malgorzata.niedbalska@put.poznan.pl

1 Mikroskop UHV STM/AFM + LEED,
spektrometr elektronow Augera
dr inz. Wojciech Koczorowski
+48 61 665 3184
wojciech.koczorowski@put.poznan.pl

12 Mikroskop sit atomowych Nanosurf EasyScan 2 AFM
dr Maciej Kaminski
+48 61 665 3184
maciej.kaminski@put.poznan.pl

13 Mikroskop ramanowski InVia firmy Renishaw
dr hab. Tomasz Runka
+48 61 665 3170
tomasz.runka@put.poznan.pl
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